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1.  Zusammenfassung 

 
Das Forschungsvorhaben 248 ZBG der Forschungsvereinigung Europäische 
Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V. wurde im Programm zur Förderung der 
'Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)' vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie über die AiF finanziert. Das Ziel des Vorhabens wurde erreicht. 
 
Moderne Solarstrahlung absorbierende Beschichtungen sind in Ihrem langjährigen 
Einsatz wechselnden klimatischen Einflüssen ausgesetzt, sofern sie nicht in vollständig 
gekapselten Absorbern eingesetzt werden. Im Rahmen des Forschungsvorhabens 
konnte nachgewiesen werden, dass Beständigkeit und Lebensdauer der 
Beschichtungen mit Hilfe von sehr dünnen Deckschichten mit hydrophoben 
Eigenschaften erheblich verbessert werden können.  
 
Die für derartige Deckschichten angemessenen Schichteigenschaften konnten mit 
Silizium modifizierten DLC-Schichten erreicht werden, einem ursprünglich am 
Fraunhofer IST entwickelten Schichtmaterial a-C:H:Si:O (SICON).  
 
Im Rahmen des Vorhabens wurden in den Fraunhofer-Instituten FEP und IST drei 
verschiedene Beschichtungsverfahren  (A: Mikrowellen-Plasma CVD, B: Magnetron-
Plasma-CVD, C: Plasma-CVD mittels Metallbandmagnetron) auf der Basis der Plasma-
aktivierten CVD (Chemical Vapor Deposition) untersucht und weiterentwickelt. Die 
Verfahren wurden unter Bedingungen – vor allem hinsichtlich Beschichtungsrate und 
Beschichtungsdimensionen – untersucht, die für eine industrielle Umsetzung relevant 
sind. Es zeigte sich, dass mit allen drei Verfahren die Anforderungen an die 
Benetzungseigenschaften und an die optischen Eigenschaften erfüllt werden können.  
 
Für die Mikrowellen-Plasma CVD (Technologie A, IST) wurde eine lineare Mikrowellen-
Plasmaquelle der Firma Roth & Rau  AG eingesetzt. Das hydrophobe 
Benetzungsverhalten mit hohen Wasser-Kontaktwinkeln blieb über weite 
Parameterbereiche erhalten. Die lineare Mikrowellen-Plasmaquelle ermöglichte eine 
stabile  Prozessführung  und wäre gut in einen industriellen Beschichtungsprozess 
integrierbar.  
 
Mit einem Rohrmagnetron der Fa. Bluetec GmbH wurden die Versuche zur Magnetron-
Plasma-CVD (Technologie B, FEP) durchgeführt. Umfangreiche Versuchsreihen mit 
Variation der Prozessparameter, insbesondere der Magnetronleistung wurden 
durchgeführt. Die Technologie B ist besonders gut kompatibel zu den derzeitig in der 
Industrie etablierten und mit Magnetron-Sputtertechnik ausgerüsteten Metallband-
Beschichtungsanlagen.  
 
Auch durch Plasma-CVD mittels Metallbandmagnetron (Technologie C, FEP) konnten 
hydrophobe Beschichtungen mit einem Wasser-Kontaktwinkel >100° erzeugt werden. 
Es konnte nachgewiesen werden, dass die optischen Eigenschaften eines 
Absorberschichtsystems durch die Deckschicht nicht negativ beeinflusst werden bzw. 
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